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GC Initial™ LiSi Press
Revolucni presovaci keramika

Predstavte si presovaci keramiku, kterd prekonavé vsechny existujici materidly.
Predstavte si presovaci keramiku, kterd je pevnéjsi, trvanlivéjsi, lépe vypada
a vyrazné Setfi Cas straveny v laboratofi.

Prvni lithium disilikdtova keramika
s hdm technologii

GC Initial LiSi Press je prvni lithium disilikatovy

VY$8i UROVEN
PEVNOSTI A ESTETIKY

Ad A

keramicky ingot s technologii High Density
Micronization (HDM), specifickou pro GC, ktera
mu dodéavéa neprekonatelné fyzikaIni vlastnosti
a prirozeny vzhled, kterému se nevyrovna zadna
keramika dostupna v soucasné dobé na trhu.

High Density Micronization

HDM vyuZiva rovhomérné rozptylenych lithium qeikost krysg,.
disilikdtovych mikrokrystalkd k vyplnéni celé ® %
sklenéné matrice spise nez tradiéni vétsi krystaly, jeZ nevyuzivaji vSech ,§°® N
vyhod matricové struktury. Vysledkem je dokonald kombinace pevnosti a S él%
estetiky, diky niz je GC Initial LiSiPress vhodna pro vSechny typy dostaveb N 2
napfi¢ véemi Urovnémi transparence. A co je nejdilezitéjsi - technologie ;"4’ OPTIMALIZACE £
HDM poméhé zajistit trvanlivost vysledného produktu bez deformaci nebo ° -
snizeni kvality, a to i po mnoha vypalovéanich. 0,

.C%Q, O{?@Z‘
GC Initial LiSi Press m4 extrémné vysokou hustotu diky %, 2

* vylepsenym slozkam 4
¢ vlastni inovativni technologii vyroby (technologii HDM) HDM - High Density Micronization
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Konecne!

Lithium disilikadtova keramika svym
vzhledem i pevnosti odpovida ndro¢nym
pozadavkdm technikl zcela bez
kompromisdu.




Presovani pro krasny usmév

Materiadl GC Initial LiSi Press je vyleps$eny tak, aby byl pouzitelny v kombinaci
se zbytkem rodiny GC Initial véetné jiz ovérené fazetovaci keramiky GC Initial
LiSi a GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - nasimi univerzalnimi 3D dobarvovadi,
a tim umoznuje dosazeni jesté estetictéjsich vysledkl u nejsirsiho spektra
moznych indikaci. Navic pouZijete-li GC Initial LiSi Press s nasim duélné
tuhnoucim adhezivnim pryskyfi¢nym cementem G-CEM LinkForce, docilite

vyjimeéné pevné a trvanlivé vazby.

Love GC Initial LiSi Press:

* Neprekonatelnd pevnost v ohybu e Nizsi rozpustnost oproti jinym

» Nebyvalé estetické vysledky pfednim znackam - trvaly lesk

e Pratelska k antagonistim a odolna

- Syt&jsi, teplejsi a jasné&jsi barvy
vici otéru

s excelentni fluorescenci
e Témér zadné reakdni vrstva pri
vyjimani - Cistéjsi lisovani

- Predvidatelna stalost materidlu a
barvy i po opakovaném vypalovani
- Snadné vyjmuti vrstvy pomoci

- Optimalizovéna k pouziti v
opiskovani povrchu sklenénymi

kombinaci s fazetovaci keramikou
GC Initial LiSi a pastami GC Initial perlami - bez pouziti kyseliny
IQ Lustre Pastes ONE fluorovodikové

* Jednoduchy proces uceni

e Skutecné Uspora Casu
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Neprekonatelné tyzikalni vlastnosti

v Ve LIAVAA VAV 4
Neprekonatelnd pevnost v ohybu Nizsi rozpustnost
Pevnost pfi viceosém ohybu lisovatelné keramiky Mira rozpustnosti pro kazdy ze vzorkl pod 4 obj. % kyseliny octové
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508 442 1/5 rozpustnosti bézné
. lithium disilikatové
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Pratelska vci antagonistlim a odolnd vidi otéru Odolnost vuci otéru
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Proti Ve srovnani s bé&znou lithium Initial LiSi Press B&zna lithium disilikatova
Initial LiSi Press disilikatovou presovaci keramikou Vysledky interniho zkou$eni oddélenim pro vyzkum presovaci keramika

a vyvoj GC dle 1ISO6872:2015 (data na vyzadani)
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Jedinec¢na estetika

Vybér odstind Dostupna ve 4 Urovnich translucence

¢ Jednoduché sefazeni odstini
® Snizeni zasob a nékladd
e Adaptovatelna pro vysoce estetické dostavby

High Translucency (HT) - nahrada skloviny
Prisvitnost nejlépe odpovidajici pfirozené skloving,
v Ustech nevypada tmavé (nizkd hodnota).

T""f;“',:f“‘y Bleach A1 ‘ A2 | A3 ‘A3.5 A4 | B1 B2 ‘ B3 ‘ B4 | €1 | c2 ‘ c3 | ca ‘ D2 | D3 ‘ D4
HT-EXW HT-BLE+ HT-BLE HT-E57 HT-E58 HT-E59 HT-E60
HT- HT- HT- | HT- HT-
HT EXW BLE+ BLE HT-E58 HT-E59 £60 £57 HT-E59 E60 HT-E59 HT-E60 HT-E59
- MT | oy [ M| M| MT- | MT | MT | MT- | MT | MT- | MT | MT | MT- | MT | MT | MT- | MT | MT- | T
BOO BO | A1 A2 A3 A35 | A4 B1 B2 B3 B4 c1 Cc2 <3 Ca D2 D3 D4 H Q4 I
Medium Translucency (MT) - presovani a barveni
T LT- B0+ LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- i . .
800 BO | AT | A2 | A3 | A35| A4 | BT | B2 | B3 | B4 | Cl | C2|C3 | C4 D2 | D3| DA Odstiny Vita prifazené k teplym barvam keramickych
LT-IQ LT-A LT-B LT-C LT-D - 710 . o
materiélt rodiny GC Initial.
MO MO-0 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2

MT-B00 MT-BO+ MT-BO MT-A1  MT-A2 MT-A3 MTA3,5 MT-A4 MT-B1 MTB2 MTB3 MTB4 MTC1 MTC2 MT-C3 MTC4 MT-D2 MT-D3 MT-D4

Low Translucency (LT) - dobarveni nebo vrstveni
Ingoty s nizkou translucencf, které vychazeji z V-Shade systému.
|deédlni k dobarvovani nebo cut-back techniku s GC Initial LiSi.

LT.800 LT-BO+  LT-BO LTA1  LTA2 LTA3 LTA35 LT-A4 LT-B1 LTB2 LTB3 LTB4 LT.C1 LNC2 LTC3 LFC4 LTD2 LTD3 LT-D4

Low Translucency (LT-1Q) - koncept one-body A, B, C, D nebo vrstveni
Prirazeni kompaktnich barev dle konceptu one-body.

Medium Opacity (MO) - vrstveni
Silna fluorescence umoziuje reprodukovat Zivouci vnimani barvy
pri fazetovani keramikou GC Initial LiSi.




Zpracovani a indikace

s
Snimky poskytl MDT. Quini G., Spanélsko
Technika zpracovani Indikace

Technika Technika Technika Fazet Inleie Onleie Korunk Triclenné

barveni Cut-back vrstveni Y 1 1 Y mUstky
HT . ] . .
MT . . . . . . .
LT ° ° . °
LT-1Q . . . )
MO . . .

Snimky poskytl MDT. D. Ibraimi, Svycarsko
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Prirozend svételna dynamika

GC Initial LiSi Press Bézna lithium disilikdtova Fluorescence zacina uvnit¥
presovaci keramika MO-0 vrstvenad pomoci GC Initial LiSi

HT-Bleach 1 CLF + FD-91 FD-93 + IN-44 D-A2 + EOP + E-58 + TO

Snimky poskytl MDT. S. Maffei, Itdlie
Pf¥irozena oplescence Syté a jasnéjsi barevné tony

GC Initial LiSi Press  B&zna lithium disilikatova
MT-A2 presovaci keramika MT-A2

HT-Bleach 2

Reflected light Transmitted light

HT-Bleach 3

HT-Bleach 4

Snimky poskytl MDT. S. Roozen, Rakousko



Jedinecny esteticky systémovy pristup

Optimalizovana pro pouziti spolecné s fazetovaci keramikou GC Initial
LiSi a pastami GC Initial IQ Lustre Pastes ONE, doda vétsi Zivost vasim
presovanym korunkam!

Snimky poskytl MDT. M. Brisch, Némecko
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Stalost i po Vynikajici lestitelnost
mnohonasobném vypaleni

Initial LiSi Press Initial LiSi Press Srovnani lesku
Pred vypélenim Po vypalenf po vylestem
. diamantovou pastou
X
v
0.15mm 3
= .
c
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©
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0.50mm ; =
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. 4 ©
y T
. 202020202 & === 1 =g
APF 30min 1t vylesténi 2 vylesténi
Postup:
X :00mm 200um 200um Povrch kazdého vyrobku vylestéte po naleptani NaF M initial LiSi Press

kartdckem Robinson® Bristle Brush*a lestidlem Zircon
Brite* za stejnych podminek (8 000 ot./min).

[T B&zna lithium disilikétova presovaci keramika

P¥i simulaci okraje byl opakované vypélen vzorek s hranou. Ani po nékolikerém vypéleni nedoslo k pokfiveni
nebo prasknuti.

Initial LiSi Press Bézna lithium disilikdtova presovaci keramika Initial LiSi Press Bé&Zzna lithium disilikatova presovaci keramika
Vylestény povrch (2. vylesténi) Vylestény povrch (2. vylesténi)

Vysledky po 5. vypaleni (770°C 1 min, drzet). Test proved| Masayuki Hoshi, RDT




PressVest

Odlévani je nynitak snadné! ==

* Vlysoké tekutost

* Dlouha doba prace GC LiSi Pres sVest
e Stala doba tuhnuti
(\ REV€7E I.IANTPHDSPHAY!: AENrO‘f A[W RAP\DL POUR
« s L - Iy
e Pruznéjsi doba vypalovani T
’ g FOSFAATGEBONDEN SNELLE INBEDMASSA VOC ERSKE HA[N;WAQ‘
X wr FOSFATBUNDET INDSTOBNINGSGIPS Tl K

e Uspora Casu v laboratofri s e waoow,
° é v, | . k . H( (20 e PR RRA TP 00 A 4S5 D S08FATO PARA GERANICAS /

| rSl | Cl a n a y (%] TAXYTHKTO 1Y POXOMA ®QISOPIKOY TYTIOY A 4

it (60 900oATHBI B TR0 NAKYVEMUR 0GPMOBOUH
e Lepsi vnitini adaptace T B
ISFAT BAGLI HIZLI REVETMAN

() PRES SERAMIKLER G
e

Snadné vyjmuti reakéni vrstvy
- 24dné kyselina fluorovodikova

Pouziti je prosté jednodussi!

Snimek poskytl MDT. M. Brisch, Némecko

GC LiSi PressVest

SR LIQUID 100mL

SURFAGE REFINIG LIGUD
ks QrY: 100mL

[ 4

a \!ytvoiené reakéni
vrstva

S GC LiSi PressVest vzniké pouze minimalni reakéni vrstva, kterd je snadno
odstranitelna sklenénymi perlami. Neni potfeba pouzit nebezpecnou
kyselinu fluorovodikovou, ani oxid hliniku. Klicovym prvkem v inhibici
reakéni vrstvy je tekutina GC LiSi PressVest SR Liquid (pro zjemnéni
povrchu), kterd se pred litim zlehka nastrika na vnitfek odlitku.

Initial LiSi Press Bézna lithium disilikatova
presovaci keramika



Tajemstvi GC LiSi PressVest

Nizsi vyskyt a jednodussi odstranovani reakéni vrstvy

Initial LiSi Press

Hladké, ¢isté presovani

Po pourziti jedine¢ného uvolnovaciho ¢inidla
v modelovacim prasku a GC LiSi PressVest SR
Liquid vznikne mezera neboli “linie odtrzeni”,
diky niZ Ize reakéni vrstvu snadno narusit.

Bézna lithium disilikdtové presovaci keramika

Reakéni vrstva:
hybridni vrstva
sestavajici z liciho a

presovaciho materialu

Liti S Presovaci material

I
Vytvari “linii piskovani

gdtrienl’" ; ’

NL D4.5 x100 Tmm

LiSi PressVest SR Liquid

se nastiika na vnitfek korunky,
ve kterém je zpravidla silnéjsi
reakéni vrtsva.

Presovaci material

Pouze opiskovani

) sklenénymi

perlami

NLD4.7 x100 Tmm

Initial LiSi Press



Vysoka tekutost a dlouhy pracovni ¢as

GC LiSi PressVest Bézna lithium disilikatové presovaci keramika

1 min po namichani 5 min po namichani 1 min po namichani 3 min po namichani

Doba nutna k vloZeni odlitého modelu do vypalovaci pece

20 min az 180 min 30 min az 45 min
Odlity model Ize vloZit do pece az na 160 minut. Po pece Ize vlozZit nejpozdéji po 15 minutach.
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Uspora Casu

Initial LiSi Press

Opiskovani
sklenénymi
perlami

Presovani

Y xm

Usetfeny cas: 15-20 minut.
Neni nutné pouzit kyselinu fluorovodikovou.

Bézna lithium disilikdtova presovaci keramika

Opiskovani Kvseli Piskovan(
Presovani Vyjmuti sklenénymi yselina riskovani Lesténi
perlami fluorovodikovd  oxidem hliniku
e
SR UGUD o0
GC Investment Powder &
. d

‘ GC LiSi Pre;sVest
{ —

GC LiSi PressVest

£y o !
4 GCLiSi pressvest
y ARt

O .

”,
GCY”
GCEUROPE N.V.
R E N
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Jedinec¢na okrajova integrita

Initial LiSi Press Bézna lithium disilikatova presovaci keramika IdedIni okrajové integrita s Initial LiSi Press

7 [60umi
1 [2000pm]

2 [60pm]
1 [2000pm]

Nejslabsi

bod nachylny
k odstipnuti

Snimek poskytl CDT. A. Hodges, USA

Sila vazby k dostavbé pred a po
termocyklovani

100

M 24 hours

80 TC 5000

60

40

20

Pevnost vazby v tahu (MPa)

Initial LiSi Press / G-CEM ONE

Snimek poskytl MDT. S. Maffei, Itélie Zdroj: GC R&D data, Japonsko, 2021
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Klinické pripady s keramickym systémem Initial LiSi

Bladen, Velka Britéanie

> Q

b VX

Klinicky pfipad MDT. O. Yildirim a Dr. S. Tavas, Turecko

Klinicky pfipad MDT. B. Marais, USA Klinicky pfipad MDT. P. Brito, Portugalsko Klinicky pfipad MDT. Mirko Picone, Belgie
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GC Initial LiSi Press baleni

10003665 GC Initial LiSi Press, HT-EXW, 3 gx5 10003671 GC Initial LiSi Press, MT-B0O, 3 gx5 10004833 GC Initial LiSi Press, LT-B00,  3gx5 10003685 GC Initial LiSi Press, MO-0, 3gx5
10006955 GC Initial LiSi Press, HT-BLE+, 3gx 5 10006956 GC Initial LiSi Press, MT-BO+, 3gx5 10006352 GC Initial LiSi Press, LT-BO+, ~ 3gx5 10003686 GC Initial LiSi Press, MO-1, 3gx5
10003666 GC Initial LiSi Press, HT-BLE, 3 gx5 10003672 GC Initial LiSi Press, MT-BO, ~ 3gx5 10004853 GC Initial LiSi Press, LT-BO, 3gx5 10003687 GC Initial LiSi Press, MO-2, 3gx5

10003667 GC Initial LiSi Press, HT-E57, 3gx5 10003673 GC Initial LiSi Press, MT-A1T, ~ 3gx5 10004824 GC Initial LiSi Press, LT-A1, 3gx5

10003668 GC Initial LiSi Press, HT-E58, 3 gx5 10003674 GC Initial LiSi Press, MT-A2, 3gx5 10004962 GC Initial LiSi Press, LT-A2, 3gx5

10003669 GC Initial LiSi Press, HT-E59, 3gx5 10003675 GC Initial LiSi Press, MT-A3, 3gx5 10004831 GC Initial LiSi Press, LT-A3, 3gx5

10003670 GC Initial LiSi Press, HT-E60, 3 gx5 10006957 GC Initial LiSi Press, MT-A3.5, 3gx5 10006353 GC Initial LiSi Press, LT-A3.5,  3gx5

10006958 GC Initial LiSi Press, MT-A4,  3gx5 10006354 GC Initial LiSi Press, LT-A4, 3gx5

10003676 GC Initial LiSi Press, MT-B1, 3gx5 10004854 GC Initial LiSi Press, LT-B1, 3gx5

10003677 GC Initial LiSi Press, MT-B2, 3gx5 10004857 GC Initial LiSi Press, LT-B2, 3gx5

10006959 GC Initial LiSi Press, MT-B3, 3gx5 10006355 GC Initial LiSi Press, LT-B3, 3gx5

10006960 GC Initial LiSi Press, MT-B4, 3gx5 10006356 GC Initial LiSi Press, LT-B4, 3gx5

10003678 GC Initial LiSi Press, MT-C1, ~ 3gx5 10004815 GC Initial LiSi Press, LT-C1, 3gx5

10003679 GC Initial LiSi Press, MT-C2, 3gx5 10004842 GC Initial LiSi Press, LT-C2, 3gx5

10006961 GC Initial LiSi Press, MT-C3, ~ 3gx5 10006951 GC Initial LiSi Press, LT-C3, 3gx5

10006962 GC Initial LiSi Press, MT-C4, 3gx5 10006952 GC Initial LiSi Press, LT-C4, 3gx5

10003680 GC Initial LiSi Press, MT-D2, ~ 3gx5 10004860 GC Initial LiSi Press, LT-D2, 3gx5

10006963 GC Initial LiSi Press, MT-D3, ~ 3gx5 10006953 GC Initial LiSi Press, LT-D3, 3gx5

10006964 GC Initial LiSi Press, MT-D4, 3gx5 10006954 GC Initial LiSi Press, LT-D4, 3gx5

10003681 GC Initial LiSi Press, LT-A, 3gx5

10003682 GC Initial LiSi Press, LT-B, 3gx5

10003683 GC Initial LiSi Press, LT-C, 3gx5

10003684 GC Initial LiSi Press, LT-D, 3gx5
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GC EUROPE N.V.

Head Office

Researchpark,

Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00

Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic

V Olsinach 82

CZ-100 00 Prague 10

Tel. +420.274.771.965

Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/cs-CZ
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